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(54) Title: METHOD FOR PRODUCING HIGH-PURITY HYDROCHLORIC ACID

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG HOCHREINER SALZSAURE

v={ (57) Abstract: The invention relates to a novel method, which can be carried out according to industrial standards, for producing

high-purity hydrochloric acid with a very low particle content, for use

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues

in the production of semiconductors.

, im technischen maBstab durchfiihrbares Verfahren zur Her-

stellung hochreiner, partikelarmer Salzsdure zur Verwendung in der Halbleiterherstellung,



